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DEPOSICAO QUIMICA DE FILMES DE DIAMANTE A PARTIR DA FASE VAPOR. Viviane
366 Maus, Marcia Maria Lucchese, Jodo Alziro Herz da Jornada, Naira Maria Balzaretti (orient.)
(Departamento de Fisica, Instituto de Fisica, UFRGS).

Os filmes de diamante apresentam caracteristicas fisico-quimicas interessantes e importantes para aplicaces
tecnoldgicas. O processo de deposicdo quimica destes filmes a partir da fase vapor (CVD - Chemical Vapor
Deposition) ocorre em condic¢Oes longe da regido de equilibrio termodindmico onde o diamante é a fase estavel do
carbono. A técnica consiste essencialmente na deposicdo de espécies gasosas quimicamente ativadas, contendo
carbono e hidrogénio, sobre um substrato aquecido (700 a 1000 oC). A ativagdo quimica da mistura gasosa ocorre
em baixa pressdo (~100 torr) e temperatura elevada (~3000 - 50000C) e pode ser feita por filamento aquecido,
plasma de microonda, ou tochas. Neste regime de operacdo, grdos de diamante nucleiam sobre o substrato, crescem e
coalescem, formando o filme, cuja espessura depende do tempo de deposicéo. O presente trabalho tem como objetivo
investigar o processo de producéo de filmes de diamante auto-sustentados em diferentes substratos ceramicos, num
reator com plasma gerado por microondas. S&o0 considerados os seguintes fatores: a qualidade do filme depositado
(auséncia de trincas, coloracdo clara e grau de cristalinidade); o grau de aderéncia no substrato cerdmico, e a
possibilidade de reutilizacdo do substrato. Procura-se investigar os mecanismos responsaveis pela nucleagdo do
diamante nos diferentes materiais ceramicos estudados. Serdo apresentados os resultados obtidos para substratos de
alumina, pirofilita, zircdo, zirconia, carboneto de zirconio, nitreto de boro hexagonal e itria. (PIBIC/CNPg-UFRGS).
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